
플라즈마 원천 기술을 가지고 Plasma Source와 RF Module 그리고 Plasma Systems를  

개발 및 제작하는 업체에서 설계 및 제작 했을 뿐만 아니라 개발에도 참여한 기술진이  

설립한 기업 입니다.  

 

Vacuum 또는 Plasma Systems 및 실험용 장비 뿐만 아니라 실험을 위한 Parts 및 Module도 

고객이 원하는 Concept을 최대한 반영하여 제작 가능한 기업 입니다. 

www.allfs.com 

 
 

  

RIE(Etching) System 



편리하고 안정적인 유저 소프트웨어 
(PLC Operation type ;Software and GUI for convenience and reliability operation) 
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자동 압력 제어  

  - 다중 PID 제어를 통한 고성능 자동 압력 제어와  

     운전 압력 조건 유지 및 재현 실현 

Auto dry-N2 vent control  

  - 시료 수납시 one touch vent operation 가능 

Interlock 기능 강화 

  - 조작의 오류로 인한 사고를 방지하는 safety  

    interlock algorithm 탑재 

  - 공압, 냉각수, 등의 상태를 체크하는 감지센서 탑재 

  - Emergency alarm 기능 

  - 작동상태를 명시하는 operation lamp 

 

 
 

Schematic 
 
 

  

MFC & Line 

(Etching Gas: O2, Ar, CF4) 

Rotary Pump(Low Vacuum Pump) 

Gas Shower Head 

RF Cable 

(13.56 MHz) 

RF Generator 

RF Matcher 

하부 RIE(Etching) 

Plasma Source(전극) 

RF Plasma 



 
Etching 공정을 응용 할 수 있는 분야 

  

 
 

Plasma systems for All For System  
 
  

     Deposition(Coating) 

  Polymerization / Surface Treatment   Etc 

  

 

 

 

 

 PECVD, HT-PECVD  

 ICP-CVD, HT-ICP-CVD 

 Thermal CVD           

 (PE)ALD 

 (HT)RF / DC Sputter 

 Co-Sputter 

 DLC Coating System 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 RIE 

 ICP-RIE 

 Asher 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Plasma Polymerization System 

 Plasma Surface Treatment System 

 

 

 

 

 

 Etching / Ashing System 

 

 

 

 

 Laboratory System 

 Customized Plasma System 

 Customized Vacuum System 

 PE-RIESystem 

 ATM(대기압) Plasma System 
 

 

 

 

 

- 반도체: Si, Si3N4 Etching (한국산업기술대학교 연구 중)  

-신소재: Graphene 표면 처리 및 식각  
             (성균관대학교, 울산대학교,울산과학기술대학교 에서 연구 중) 

- Nano: Nano Wire 연구 (고려대학교 연구 중) 

- Nano: KIST 전북 분원에서 Nano , CNT, Graphene , 등 관련 연구 중 

- Polymer Etching 연구에 응용 가능 (서울대학교 연구 중) 

- 기타 Soft한 Sample의 Etching은 가능함 

 RIE의 경우 금속, 산화물반도체, 등의 Hard한 Sample의 Etching은 어렵고  
 ICP-RIE (고밀도 Plasma를 발생 시켜 Etching하는 장비)를 선택하셔야 함 
 ICP-RIE의 경우 자료가 첨부된 자료를 참조 (ICP-RIE의 경우 RIE 보다 2.5배 이상 고가) 
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